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研究目的

　評価・分析センターでは、
電気通信研究所における研究
活動を支援するために、各種
測定機器を配備し利用に供し
ている。また、研究者からの
さまざまな要望に応えること
で最先端の研究活動を支援す
るとともに、新しい計測技術
の開発を行っている。
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2. 任意の雰囲気中で仕事関数が測定可能な光電子収量分析法の開発

　真空中や大気中で
しか測定できなかっ
た仕事関数を、任意
の雰囲気中で測定で
きる装置を開発した。
この装置によって、
従来の方法では大気
中での測定は6.0eV
程度が限界であった
ものが10.0eVまで測
定可能となった。
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1. 赤外光を用いたシリコンウェーハ汚染検出法の開発

　内部多重反射赤外分光法を用いて、
シリコンウェーハ表面の汚染を検出
する装置を開発した。ウェーハ内部
を多重反射しながら透過する赤外光
をによって、表面の汚染物質を非破
壊かつリアルタイムに高感度で検知
可能である。
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